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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Vakuumbeschichtungsanlage mit einem rohrformigen Magnetron 

® Der Erfindung, die eine Vakuumbeschichtungsanlage 
mit einem rohrformigen Magnetron und mit einer ProzeR- 
kammer betrifft, bei der eine Sffnung an dem oberen 
Wandteil der Proze&kammer mit einem Deckel verschlos- . 
sen ist, an dem Magnetron befestigt ist, liegt die Aufgabe 
zugrunde, den Aufbau von rohrformigen Magnetron in 
Vakuumbeschichtungsanlagen kostengunstiger undfunk- 
tionssicherer zu gestalten. Dies wird dadurch geldst, daB 
der Deckel eine zur Offnung hin offene Kastenform mit ei- 
ner Oberseite und Wandseiten aufweist, wobei zumindest 
in einer Wandseite ein Durchbruch vorgesehen ist, durch 
den das rohrfdrmige Target gegenuber der aufteren At- 
mosphare vakuumdicht und gegenuber der Prozefcka pri- 
mer isoliert aus der Wandseite herausragt. 
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Die Erfindung betrifft eine Vakuumbeschichtungsanlage 
nut einem rohrformigen Magnetron und mil einer ProzeB- 
kammer, die an ihrem oberen Wandteil eine Offhung anf- 5 
weist, die mit einem Deckel veischlossen ist, an dem ein 
Magnetron befestigt ist, das mit einem in dem ProzeBva- 
kuum angeordneten rohrformigen Target yersehen ist, in 
dem ein Magnetsystem angeordnet ist und das in seinem In- 
neren von einem Kuhlmedium durchspuTbar ist IP 

Eine Vakuumbeschichtungsanlage der eingangs genann- 
ten Art ist in der internationalen Patentanmeldung 
WO 82/02725 und in der deutschen Patentschrift 
DD 217 964 beschrieben. Darin ist ein rohrformiges Target 
vorgesehen, welches in seinem Inneren ein Magnetsystem 
enthali, durch welches das Targetmaterial von einem Ma- 
gnetfeld durchstromt wird, wodurch die bekannte Magne- 
tronwirkung eintritt. Das Rohrinnere wird einschliefilich des 
Magnetsystems von einen Kuhlmedium durchflossen, wo- 
durch eine sehr gute Kuhiung erreicht werden kann. 

Der wesentliche Vorteil dieser Anordnung besteht darin, 
daB das rohrformige Target wahrend der Beschichtung in 
Rotation versetzt wird. Damit tritt eine sehr gleichmaBige 
Abnutzung des Targetmateriales und folglich eine hohe Tar- 
getstandzeit mit einer guten Targetausnutzung ein. 

Die Rotation des rohrformigen Target, die elektriscb* iso- 
lierte Verbindung und die Versorgung des Rohrinneren mit 
Kuhlmedium erfolgt fiber einen oder zwei sogenannte An- 
schluBblocks. Diese AnschluBbiocks befinden sich in dem 
Vakuum der Beschichtungskammer, wodurch an deren 
Funktionalitat hohe Anforderungen gestellt werden. So muB 
einerseits eine Abdichtung des Kiihlmediums gegenUber 
dem Vakuum erfolgen. Da bereits kleinste Mengen des 
Kiihlmediums - in der Regel Wasser - die Vakuumgute er- 
heblich beeintrachtigen, ist eine sehr sichere Dichtung erfor- 
derlich. Die Bauart der bekannten Vakuumbeschichtungsan- 
lagen bringt es weiterhin mit sich, daB die Einleitung der 
Drehbewegung in den AnschluBblock senkrecht zur Rotati- 
onsachse des Target erfolgen muB. Dies hat eineUmlenkung 
der Bewegungsrichtung mittels eines Getriebes zur Folge, 
welches sich ebenfalls im AnschluBblock und damit im Va- 
kuum befindet Auch durch ein solche Getriebe kann eine 
Beeinflussung des ProzeBvakuums erfolgen, weshalb an den 
Getriebeaufbau hohe Anforderungen zu stellen sind Zur 
Gewahrleistung einer ProzeBsicherheit ist mithin ein kosten- 
. aufwendiger Aufbau des AnschluBbiocks erforderlich. 

Es ist somit Aufgabe der Erfindung, den Aufbau von rohr- 
fbrmigen Magnetrons in Vakuumbeschichtungsanlagen ko- 
stengunstiger und funktionssicherer zu gestalten. 

GemaB der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelost, 
daB der Deckel eine zur Offhung hin offene Kastenf orm mit 
einer Oberseite und Wandseiten auf weist Die Wandseiten 
erstrecken sich zwischen der Oberseite und dem oberen 
Wandteil der ProzeBkammer. Zumindest in einer Wandseite 
ist ein Durchbruch vorgesehen, durch den das rohrfbrmige 55 
Target oder eine rohrfbrmige Tanjetverlangerungsstutze ge- 
geniiber der auBeren Atmosphare vakuumdicht und gegen- 
Ober der ProzeBkammer isoliert aus der Wandseite heraus- 
ragt 

Dadurch wird es mbglich, an dieser herausragenden Seite 
die Anschiusse fur das KuTiknedium und die elektrische Zu- 
leitung vorzusehen. Dadurch kann vermieden werden, daB 
die AnschluBbiocks im Inneren der RozeBkammer anzuord- 
nen sind. 

In einer besonderen Ausgestaltung ist vorgesehen, daB. 
das Target um seine Langsachse relativ zu dem Magnetsy- 
stem drehbar gestaltet ist Damit wird ein rotierendes Ma- 
gnetron realisiert, wobei die Einleitung der Rotationsbewe- 
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gung uber ein Getriebe, vorzugsweise in dem AnschluB- 
block, erfolgen kann, wobei auch dieses Getriebe auBerhalb 
der ProzeBkammer angeordnet ist und folglich wesentlich 
geringe Anforderungen an die Getriebegestaltung zu stellen 
sind als bei einer Anordnung im Inneren der ProzeBkammer: 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- . 
sehen, daB das rohrformige Target mit vieieckigem Quer- 
schnitt versehen ist Eine derardge Targetgestaltung eignet . 
sich insbesondere fiir die Anwendungsfalle, in denen keine 
kontinuierliche Rotadon des Targets bewerkstelligt werden 
solL Die vieleckige Querschnitt des Rohres bewirkt, daB 
. dieses Rohr mehrere ebene AuBenflachen aufweist Dabei 
kann das Rohr zunachst so gedreht werden, daB eine erste 
AuBenflache dem Magnetsystem gegenUbersteht und daB 
von dieser AuBenflache das Targetmaterial abgetragen wird. 
Wenn der Abtrag zu einem gewissen Grade erfolgt ist, kann 
das rohrfbrmige Target um eine Position weitergedreht wer- 
den, wodurch die nachste Flache zum Abtrag fuhrt 

Eine andere Moglichkeit besteht darin, das Target mit ei- 
nem kreisrunden Querschnitt zu versehen. Selbstverstand- 
lich kann auch hier eine diskontinuierliche Rotation bewerk- 
stelligt werden. Allerdings eignet sich ein kreisrundes Rohr 
auch zu einer standigen Rotation wahrend des Beschich- 
tungsprozesses, wodurch sich eine besonders gute Gleich- 
maBigkeit des Targetabtrags und damit eine besonders gute 
Targetausbeute erzielen laBt 

Bei einer einseitig aus der Wandseite herausragenden 
Seite ist an dieser Seite der AnschluBblock angeordnet, wo- 
hingegen die andere Seite des Targets im wesentlichen ohne 
AnschluBblock in der ProzeBkammer gelagert wird. An die- 
ser Seite ist das Target gegenuber der ProzeBkammer dicht 
gestaltet. In seinem Inneren weist es-eine Kulumittelruck- 
fuhrung auf. Durch diese Ausgestaltung kann an der heraus- 
ragenden Seite die vollstandige Kuhlmittelver- und -entsor- 
gung erfolgen. 

Eine andere Variante der erfindungsgemaBen Anordnung 
sieht vor, daB das Target beidseitig aus den Wandseiten des 
Deckels herausragt, und beiderseits AnschluBbiocks an den 
herausragenden Seiten angeordnet sind. 

Durch die beidseitige Anordnung der AnschluBbiocks 
kann die Medienver- und Entsorgung von beiden Seiten er- 
folgen, oder auch die Rotationsbewegung von beiden Seiten 
eingeleitet werden. Damit gestaltet sich die Handhabung in 
aller Regel einfacher. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daB der Deckel eine die Gffnung umschlieBenden 
Dichtflanscb aufweist. Mit diesem Dichtflansch sitzt der 
Deckel dem oberen Wandteil der ProzeBkammer auf und 
YerschlieBt die Offnung durch den Dichtflansch vakuum- 
dicht. Diese Losung bietet die Moglichkeit, daB in sehr ein- . 
facher Art und Weise der Deckel mit dem darin befindlichen 
Magnetron von der ProzeBkammer entfemt werden kann, 
wie dies beispielsweise bei Wartungsarbeiten erforderlich 
ist. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, daB auf dem Deckel eine Vakuumpumpe angeordnet 
ist, die fiber eine SaugbfThung als Deckeldurchbruch mit der 
Beschichtungskammer verbunden ist. Durch die Anordnung 
der Vakuumpumpen auf dem Deckel ist es einerseits mbg- 
lich, bei Wartungsarbeiten die gesamte Baugruppe mit ei- 
nem sehr geringen Montageaufwand zu entfernen. Anderer- 
seits ist die direkte Montage der Vakuumpumpen sehr vor- 
teilhaft, da dadurch Pumpsektionen, wie sie tiblicherweise . 
verwendet werden, Yermieden werden kbnnen und damit 
sich die Gesamtbaulange der Anlage minimiert 

Eine andere Gestaltung der Erfindung besteht darin, daB 
die Saugbffhung als Deckeldurchbruch ausgebildet ist und 
diese uber ein Schlauch- oder Rohrsystem mit der Vakuum- 
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pumpe verbunden ist, die in raumlicher Entfernung zu der 
Sektion angeordnet ist Diese Losung fuhrt ebenfalls zu ei- 
ner Vermeidung zusatzlicher Pumpsektionen, bieten ande- 
rerseits jedoch den Vorteil dafi der Deckel in seinem Ge- 
wicht erheblich geringer ist und die Pumpen stationar an ih- 
rem Ort bletben konnen. 

Hierbei ist es besonders zweckmaBig, daB die Saug6ff- 
nuog tiber ein Rohr mit einer an dem Deckel angeordneten 
Kupplung verbunden ist, die mit einem Kupplung sgegen- 
stuck yerbindbar ist, das mit der Vakuumpumpe verbunden 
ist Durch diese Kupplung ist ein VakuumanschluB obne ei- 
nen zusatzlichen Aufwand moglich, da die Vakuumverbin- 
dung beispielsweise schon beim Aufsetzen des Deckels her- 
stellbarist. 

SchlieBlich sieht eine Ausgestaltung der Erfindung vor, 
daB der Dichtflansch mit semer Dichtflache im wesentlichen 
auf einer Fianschebene liegt. Die zum Substrat bin freie 
Oberflache des Targets seinerseits liegt im wesentlichen auf 
einer Targetebene. Dabei liegt die Ranschebene nicht uber 
der Targetebene. Durch diese Ausgestaltung wird es mog- 
lich, den Deckel im abgenommenen Zustand auf eine Unter- 
lage zu setzen, ohne daB dabei die Targetoberflache Schaderi 
nehmenkann. 

Die Erfindung soli nachfolgend anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert werden. In den zugehorigen 
Zeichnungen zeigt Fig. 1 einen Schnitt durch eine ProzeB- 
kammer langs der Langserstreckung der Vakuumbeschich- 
tungsanlage und 

Fig. 2 einen Schnitt durch eine ProzeBkammer quer zur 
Langserstreckung der Vakuumbeschichtungsanlage in der 
Hone des Magnetron. 

In den Fig. 1 und 2 ist eine ProzeBkammer 1 einer Vaku- 
umbeschichtungsanlage dargestellt Diese ProzeBkammer 1 
weist an ihrem oberen Wandteil 2 eine Offhung 3 auf. Diese 
Offhung 3 ist mit einem Deckel 4 verschlossen. Der Deckel 
4 weist eine zur Offhung 3 hin offene Kastenform mit einer 
Oberseite 5 und Wandseiten 6 auf. Die Wandseiten 6 er- 
strecken sich zwischen der Oberseite 5 und dem oberen 
Wandteil 2. 

In dem Deckel 4 ist ein Magnetron 7 befestigt Dieses 
Magnetron 7 ist mit einem rohrformigen Target 8 versehen, 
wobei das rohrformige Target 8 einen kreisrunden Quer- 
schnitt aufweist. 

Die Anordnung des rohrformigen Targets 8 ist dadurch 
realisiert, daB in den Wandseiten 6 zwei gegenuberiiegende 
Durchbriiche 9 vorgesehen sind, durch die sich das rohrfor- 
mige Target 8 erstreckt, wodurch das rohrformige Target 8 
aus der jeweiligen Wandseite 6 herausragt 

An den aus den Wandseiten 6 herausragenden Enden des 
Rohrformigen Targetes 8 sind AnschluBblocks 10 angeord- 
net. Durch diese AnschluBblocks 10 wird das Magnetron 7 
mit elektrischen Anschiussen sowie mit einem Kiihlmedium 
versorgt. AuBerdem wird iiber die AnschluBblocks 10 das 
Rohrforrniges Target 8 in eine standige Rotation versetzt 

Zwischen dem Durchbruch 9 und dem Rohrforrniges Tar- 
get 8 ist ein das rohrfbrmige Target 8 umschlieBender Isola- 
torblock 11 angeordnet. Dieser Isolatorblock gewShrleistet, 
daB das Innere der ProzeBkammer 1 an der Stelle des Durch- 
bruchs gegenuber der auBeren Atmosphare vakuumdicht 
.verschlossen wird, Andererseits gewahrleistet der Isolator- 
block 11, daB das rohrfbrmige Target 8 gegenuber der 
Wandseite 6 elektrisch isoliert ist. 

Auf der Oberseite 5 des Deckels 4 sind zwei Vakuum- 
pumpen 12 angeordnet, die Uber nicht naher dargestellte 
Saugoffhungen, die als Deckeldurchbruch ausgefuhrt sind, 
mit der Beschichtungskammer, daB heiBt mit dem Lineren 
der ProzeBkammer 1, verbunden sind. Durch diese Vakuum- 
pumpen 12 wird irnlnneren der ProzeBkammer 1 ein fur den 



ProzeB notwendiges Vakuum erzeugt. 

Der Deckel 4 weist einen die Offhung 3 umschlieBenden 
Dichtflansch 13 auf. Der Dichtflansch 13 erstreckt sich von 
der Wandseite 6 in Richtung zur Innenseite der ProzeBkam- 

5 mer 1, so daB dieser Dichtflansch innerhalb des Deckels 
liegt und damit keinen zusatzlichen Raum benodgt, der sich 
bei einer Aneinanderreihung von ProzeBkammern 1 st5rend 
auswirken wiirde. 
Der Dichtflansch 13 liegt mit seiner plan ausgebildeten 

10 Dichtflache auf der ebenfalls plan ausgebildeten FLache des 
oberen Wandteiles 2 der ProzeBkammer auf und dichtet da- 
mit das Innere der ProzeBkammer 1 ab. Zur Unterstutzung 
der Abdichtung ist der Dichtflansch 13 mit einer eingelasse- 
nen Ringdichtung 14 versehen. 

15 Der Dichtflansch 13 der mit seiner Dichtflache auf dem 
Rand der Offhung 3 aufliegt, ISBt jedoch noch einen Bereich 
des Randes um die Offnung 3 frei, auf den eiine Magnetron- 
umgebung 15 einhangbar ist 

20 Bezugszeichenliste 

1 ^zeBkammer 

2 oberer Wandteil 

3 Offhung 
25 4 Deckel 

5 Oberseite 

6 Wandseiten 

7 Magnetron 

8 rohrforrniges Target . 
30 9 Durchbruch 

10 AnschluBblock 

11 Isolatorblock 

12 Vakuumpumpe 

13 Dichtflansch 
35 14 Ringdichtung 

Patentanspruche 

1. Vakuumbeschichtungsanlage mit einem rohrforrni- 
40 gen Magnetron und mit einer ProzeBkammer, die an ih- 
rem oberen Wandteil eine Offhung aufweist, die mit ei- 
nem Deckel verschlossen ist, an dem ein Magnetron 
befestigt ist, das mit einem in dem ProzeBvakuum an- 
geordneten rohrformigen Target versehen ist, in dem 

45 ein Magnetsystem angeordnet ist und das in seinem In- 
neren von einem Kiihlmedium durchspulbar ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Deckel (4) eine zur 
Offhung (3) hin offene Kastenform mit einer Oberseite 
(5) und Wandseiten (6) aufweist, die sich zwischen der 

50 Oberseite (5) und dem oberen Wandteil (2) der ProzeB- 
kammer (1) erstrecken und daB zumindest in einer 
Wandseite (6) ein Durchbruch (9) vorgesehen ist, durch 
den das robirformige Target (8) oder eine rohrformige 
TargetverlangerungsstUtze gegenuber der auBeren At- 

55 mosphare vakuumdicht und gegenuber der ProzeBkam- 
mer (1) isoliert aus der Wandseite (6) herausragt. 

2. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Target (8) um seine 
Langsachse relativ zu dem Magnetsystem drehbar ge- 

60 staltetist 

3. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB das Target (8) aus ei- 
nem rohrformigen Target mit vieleckigem Querschnitt 
besteht 

65 4. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB das. Target (8) aus ei- 
nem rohrformigen Target mit kreisrundem Querschnitt 
besteht 
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5. Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der An- 
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB bei ei- 
nem einseitig herausragenden Target (8) an der heraus- 
ragenden Seite der AnschluBblock (10) angeordnet ist 
und die andere Seite des Targets (8) in der ProzeBkam- 5 
mer (1) gelagert und gegenuber dieser dicht gestaltet ist 
und daB im Inneren des Targets (8) eine Kuhlrnittel- 
nickfuhrung vorgesehen ist 

6. Vakuumbeschichtungsanlage einem der Anspriiche 

1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Target (8) 10 
beidseitig aus den Wandseiten (6) des Deckels (4) her- 
ausragt und beiderseits AnschluBblocks (10) an den 
herausragenden Seiten angeordnet sind 

7. Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der An- 
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Dek- 15 
kel (4) eine die Ofinung (3) umschlieBenden Dicht- 
flansch (13) aufweist 

8. Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem 
Deckel (4) eine Vakuumpumpe (12) angeordnet ist, die 20 
fiber eine Saugoffhung als Deckeldurchbruch mit der 
Beschichtungskammer verbunden ist 

9. Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der An- 
spriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Saug- • 
dfraung als Deckeldurchbruch ausgebildet ist und diese 25 
fiber ein Schlauch- oder Rohrsystem mit der Vakuum- 
pumpe (12) verbunden ist, die in raumlicher Entfer- 
nung zu der ProzeBkammer (1) angeordnet ist. 

10. Vakuumbeschichtungsanlage nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Saugoffhung iiber ein 30 
Rohr mit einer an dem Deckel (4) angeordneten Kupp- 
lung verbunden ist, die mit einem Kupplungsgegen- 
stuck verbindbar ist, das mit der Vakuumpumpe (12) 
verbunden ist 

11. Vakuumbeschichtungsanlage nach einem der An- 35 
spruche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Dichtflansch (13) mit seiner Dichtflache im wesentli- 
chen auf einer Flanschebene und die zum Substrat hin 
freie Oberflache des Targets (8) im wesentlichen auf ei- 
ner Targetebene und die Flanschebene nicht fiber der 40 
Targetebene liegt 
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